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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月11日(2015.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの磁性材料の間に一様なギャップを成形する方法であって、
　メインポール磁性材料層の上部に非磁性ギャップ材料層を蒸着することと、
　前記非磁性ギャップ材料層の上部に犠牲材料層を蒸着することと、
　前記犠牲材料層を完全に除去しないが、前記犠牲材料層の一部をエッチングすることと
、
　前記エッチングされた犠牲材料層に追加の犠牲材料を蒸着することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記犠牲材料層の上に前面シールド層を蒸着することをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記メインポール磁性材料層と前記前面シールド層との間に一様なギャップを成形する
ことをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記非磁性ギャップ材料層が、Ａｌ2Ｏ3を含む、請求項１から３のいずれかに記載の方
法。
【請求項５】
　前記非磁性ギャップ材料層が、ルテニウムを含む、請求項１から４のいずれかに記載の
方法。
【請求項６】
　前記犠牲材料層が、ルテニウムを含む、請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記犠牲材料層が、ＮｉＲｕを含む、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記犠牲材料層が、Ｃｒを含む、請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
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　前記犠牲材料層の材料が、前記メインポール磁性材料層の材料と同じ磁気モーメントの
磁気モーメントを備える、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記犠牲材料層の材料が、非磁性シード材料を利用する、請求項１から９のいずれかに
記載の方法。
【請求項１１】
　メインポール磁性材料層と、
　前記メインポール磁性材料層の上部に非磁性ギャップ材料層と、
　前記非磁性ギャップ材料層の上部にエッチングされた第１の犠牲材料層と、
　前記エッチングされた前記第１の犠牲材料層の上部に第２の犠牲材料層と、
を備える、装置。
【請求項１２】
　前記第１の犠牲材料層の上に前面シールド層をさらに備える、請求項１１に記載の装置
。
【請求項１３】
　前記メインポール磁性材料層と前記前面シールド層との間に一様なギャップをさらに備
える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記非磁性ギャップ材料層が、Ａｌ2Ｏ3を含む、請求項１１から１３のいずれかに記載
の装置。
【請求項１５】
　前記非磁性ギャップ材料層が、ルテニウムを含む、請求項１１から１４のいずれかに記
載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の犠牲材料層が、ルテニウムを含む、請求項１１から１５のいずれかに記載の
装置。
【請求項１７】
　前記第１の犠牲材料層が、ＮｉＲｕを含む、請求項１１から１６のいずれかに記載の装
置。
【請求項１８】
　前記第１の犠牲材料層が、Ｃｕを含む、請求項１１から１７のいずれかに記載の装置。
【請求項１９】
　前記第１の犠牲材料層の材料が、前記メインポール磁性材料層の材料の磁気モーメント
と同等の磁気モーメントを備える、請求項１１から１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の犠牲材料層の材料が、非磁性シード材料を利用する、請求項１１から１９の
いずれかに記載の装置。
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